中国科学院大连化学物理研究所

DICP-Varsal技术创新奖条例

第一章 宗旨
第1条 为支持中国科学院和我所发展建设，进一步加强与我所在科学研究、人才培养等领域的持续合作，回报母校的培育之恩，2015年11月，美国通用仪器公司总裁、我所优秀校友王平欣博士与我所签订“DICP-Varsal技术创新奖”协议书，以奖励我所在仪器或设备创新方面、工艺或过程创新方面做出突出贡献的研究生。设奖期限为2016年-2018年。
第2章 奖励对象、名额

第2条 “DICP-Varsal技术创新奖”，奖励对象为大连化学物理研究所全日制在学研究生。

第3条 美国通用仪器公司每年在大连化学物理研究所设立技术创新奖2名，含仪器或设备创新奖1名；工艺或过程创新奖1名。奖学金金额为RMB3万元/人•年。

第三章 奖励条件
第4条 鼓励仪器创新或设备创新，特别是自行设计、开发、搭建具有重大科研需求或市场应用前景的仪器设备。

第5条 鼓励工艺创新或过程创新，特别是开发新方法、新技术、新体系，或将现有工艺应用到新的领域，进而促进新成果的转化、推广或应用。

第四章 申报及评审

第6条 申请人根据研究生部发布的申请通知要求，向研究生部提交申请材料。
第7条 申请截止后，研究生部对申请人资格和上述申请材料进行审查、公示。

第8条 公示截止后，研究生部组织大连化物所奖学金评审委员会对申请人进行初评，并将初评结果报送至美国通用仪器公司。

第9条 研究生部公布获奖名单，邀请美国通用仪器公司代表出席颁奖仪式。

第五章 附则

第10条 DICP-Varsal技术创新奖每年组织一次颁奖仪式，邀请美国通用仪器公司向获奖学生颁发荣誉奖牌和奖金，获奖者名单及相关信息在大连化学物理研究所和美国通用仪器公司网页上公布。 
第11条 获得DICP-Varsal技术创新奖的研究生，如有弄虚作假、违法违纪或道德品质等方面的问题，一经查实，取消其资格，收回荣誉证书，追回所发奖学金。

第12条 本条例自公布之日起实行，由研究生部负责解释。

